
 

珪素化合物を中心とした液相成膜技術をベースにミクロンサイズ～単分子膜までの表面処理・機能
性膜の形成を行います。SiO2を中心としたハードコート、ガスバリア膜の形成が可能となりました。各
種基材上へのケイ素系表面処理、ケイ素系機能膜のオーダーメード作成に対応いたします。各種表

面処理を利用した各種応用研究へ対応致します。	

KRI 

株式会社KRI　エネルギー材料研究部　TEL:075-322-6832　　メールでのお問い合わせはこちらから�

高機能ケイ素系表面処理技術	

液相法により各種基材へ表面処理・機能性膜形成を行い	
各種デバイスへの応用展開を検討します。	

ハードコート	 

ガスバリア	 

・ケイ素系ポリマーによるSiO2緻密膜の形成
・PSQとの積層化による
　　‐フレキシビリティ付与	 

　　‐基板密着性付与	 

ディスプレイガスバリア膜への応用	 金属系素材の防蝕処理膜への応用	 

高耐熱低誘電率膜への形成	 

・高強度、耐熱性ハードコート	 
・PSQ系重合膜の適用
・ケイ素系ポリマーの適用	 

想定される応用・研究例	 

有機系太陽電池封止剤への応用	 

素材・技術の融合	

有機-無機ハイブリッド材料

有機化学（高分子化学）的アプローチ	 無機化学的アプローチ	

有機金属化学	
有機ケイ素化学	

ゾル-ゲル法

高分子化学	

有機化学	 セラミック化学	

ポリシルセスキオキサン	

PET	

Si polymer PSQ 

代表的PSQの化学構造

ガスバリア膜の膜構成例	
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http://www.kri-inc.jp/mail/IE-materials.html



